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Figure 1 

(57) Abstract : The invention relates to an ion implanter comprising an en­
closure ENV containing a substrate carrier PPS connected to a substrate sup­
ply ALT by means of a high-voltage electrical passage PET, said enclosure 
ENV being provided with pumping means PP, PS and also comprising at 
least two cylindrical, obstacle-free source bodies CSl, CS2 arranged facing 
the substrate carrier. Said implanter is characterised in that it comprises at 
least one containment coil BCIl -BCSl, BCI2-BCS2 per source body CSl, 
CS2. 

(57) Abrege : L'invention concerne un implanteur ionique qui comporte une 
enceinte ENV dans laquelle est agencee un porte-substrat PPS connecte a une 
alimentation substrat ALT par l'intermediaire d'un passage electrique haute 
tension PET, cette enceinte ENV etant pourvue de moyens de pompage PP, 
PS, cette enceinte ENV comportant encore au moins deux corps de source 
CSl, CS2 cylindriques depourvus de tout obstacle et disposes face au porte-
substrat. Cet implanteur est remarquable en ce qu'il comporte au moins une 
bobine de confinement BCIl -BCSl, BCI2-BCS2 par corps de source CSl, 
CS2. 


